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Résumé : 

Dans ce travail, nous avons proposé une commande à base de régulateurs proportionnel 

intégral PI afin de régler le niveau dans un réservoir et de contrôler en particulier les 

concentrations du distillat Dx et du résidu Bx dans une colonne de distillation binaire. Deux 

types de structure de commande ont été appliquées ; la commande en boucle ouverte et la 

commande en boucle fermée. Les résultats de simulations ont montré que la structure de 

commande en boucle fermée contenant des régulateurs PI été capable d’éliminer les effets 

des perturbations et garder toujours les concentrations Dx et Bx autours de leur valeurs de 

référence par rapport à la structure en boucle ouverte qui a échoué face aux perturbations. 

Comme conclusion, une structure de commande en boucle fermée est toujours nécessaire dans 

une colonne de distillation.   

Les résultats ont été validés à travers des simulations dans l’environnement MATLAB et les 

équations différentielles des modèles (réservoir et colonne de distillation) ont été résolues en 

manipulant les méthodes d’intégration numériques de Runge-Kutta4 et d’Euler 

respectivement.  
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                                                                                                                                        :ملخص

فٍ هزا انعًم ، الخشحُب عُصش ححكى َعخًذ عهً يُظًبث يخكبيهت يخُبسبت يٍ أخم حُظُى انًسخىي فٍ انخزاٌ وانخحكى 

ُزاث َبحح انخمطُش وانًخهفبث فٍ عًىد انخمطُش انثُبئٍ. حى حطبُك َىعٍُ يٍ هُكم انمُبدة ؛ انخحكى فٍ بشكم خبص فٍ حشك

انحهمت انًفخىحت وانخحكى فٍ انحهمت انًغهمت. أظهشث َخبئح انًحبكبة أٌ بُُت انخحكى راث انحهمت انًغهمت انًحخىَت عهً 

ب عهً انخشكُزاث عُذ وحىل انمُى انًشخعُت انخبصت حأثُشاث الاضطشاببث انغبء انًُظًٍُ كبَج لبدسة عهً  ًً وانحفبظ دائ

فإٌ بُُت انخحكى فٍ انحهمت انًغهمت   وكُخُدت خخبيُت  ،يمببم الاضطشاببث بهُكم انحهمت انًفخىحت انزٌ فشم بهب يمبسَت

ب فٍ عًىد انخمطُش. ًً  ضشوسَت دائ

وحى حم انًعبدلاث انخفبضهُت نهًُبرج )انخزاٌ  MATLABحى انخحمك يٍ صحت انُخبئح يٍ خلال عًهُبث انًحبكبة فٍ بُئت 

 عهً انخىانٍ. Eulerو  Runge-Kutta4 : شلًٍطشق انخكبيم ان ببسخعًبلوعًىد انخمطُش( 

 

 

 

      

 

 :  فتاحيةالم كلماتال

انًسخىي فٍ انخزاٌ ؛ حشكُزاث َىاحح انخمطُش وانبمبَب فٍ عًىد حمطُش ثُبئٍ ؛ َظبو غُش خطٍ ؛  ؛ PIيُظى َسبٍ يخكبيم

Runge-Kutta4  وEuler.                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

  

     
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Summary : 

In this work, we have proposed a control based on proportional integral regulators in order to 

regulate the level in a tank and to control in particular the concentrations of the distillate and 

the residue in a binary distillation column. Two types of command structure have been 

applied; open loop control and closed loop control. The simulation results showed that the 

closed-loop control structure containing regulators was able to eliminate the effects of 

disturbances and always keep the concentrations at and around their reference values 

compared to the open-loop structure which failed in the face. To disturbances. As a 

conclusion, a closed loop control structure is always necessary in a distillation column. 

The results were validated through simulations in the MATLAB environment and the 

differential equations of the models (reservoir and distillation column) were solved by 

manipulating the numerical integration methods of Runge-Kutta4 and Euler respectively. 
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